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１．概要（Summary） 

微細構造を用いた光学フィルターの開発において、透

明電極膜を成膜する必要があり ALD（Atomic layer 
deposition）プロセスを選定した。我々は微細構造体の

デバイス基板に透明電極となる Al ドープの ZnO を成膜

することを目的として北海道大学のナノテクノロジープラッ

トフォームの原子層堆積装置を利用した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
原子層堆積装置 SUNALE-R（ピコサン） 
 
【実験方法】 
ガラス基板に Al ドープの ZnO 膜を成膜し、シート抵抗

値と膜厚の関係から最適膜厚条件を決め、微細構造体の

デバイス基板に成膜した。成膜後、微細構造体の表面と

側壁を TEM 観察し膜厚を確認した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

構造体の表面の TEM 観察結果を Fig. 1、側壁の

TEM 観察結果を Fig. 2 に示す。 

 
       Fig. 1 Cross-sectional image 

 

Fig. 2 Cross-sectional image 
 

TEM 観察の結果、ほぼ狙い通りの膜厚が微細構造体

の表面及び側壁に成膜されていることを確認した。 
 
４．その他・特記事項（Others） 

本研究は、文部科学省 科学技術振興調整費 先端

融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム「マイ

クロシステム融合研究開発拠点」の一環として実施した

ものである。また実験にあたり、技術代行でご協力いた

だいた北海道大学ナノテク連携推進室 松尾 保孝准

教授、大西 広氏、中野 和佳子氏に感謝します。 
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